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【背景】シリコンヘテロ接合(SHJ)太陽電池の薄型化は、従来の製品に軽量、フレキシブルという

新たな特徴を加えることで、新規市場の創出へつながると考えられる。一方で結晶シリコンの薄

型化は長波長光損失の増大による短絡電流密度(JSC)低下を招き、より優れた光閉じ込め技術が必

要となる。フォトニック結晶を利用した周期的なテクスチャ構造は、薄膜シリコン太陽電池にお

いて、ランダムなテクスチャよりも高い光閉じ込め効果を発揮することが報告されており、20 m

の厚さまで有効性が確認されている[1]。本報告では、シリコンヘテロ接合(SHJ)太陽電池の薄型化

に向け、厚さ 60 mのセルにおける、フォトニック結晶応用による光閉じ込め効果を評価した。 

【実験】厚さ 60 mのシリコンウェハの片側表面に電子線リソグラフィを用いて周期的な孔を作

製し、この基板を用いて SHJ 太陽電池を作製した。このセルについて光吸収、及び JSCを、平坦

基板、ピラミッドテクスチャと比較した。 

【結果と考察】Fig.1 に今回作製したフォトニック結晶の走査電子顕微鏡(SEM)像を示す。ウェハ

表面に、1.6 mピッチの孔を、三角格子状に敷き詰めた

構造となる。本構造における JSCは 33.9 mA/cm2が得られ、

平坦基板に対して 4 mA/cm2程度の光閉じ込め効果が確認

された。また、光吸収量を JSC に換算した Implied JSC は

39.3 mA/cm2が得られ、フォトニック結晶の高いポテンシ

ャルが示された。また、シミュレーション結果からは、

周期構造に変調を加えることで、さらに JSCの向上余地が

あることが示されており、SHJ 太陽電池の薄型化に対し

て有効な手段であることが確認された。 
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Fig.1 SEM image of photonic crystal. 
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